      


Resumé

Notre travail porte sur des alliages des systèmes ternaire Cu-Ni-Si et quaternaire Cu-Ni-Si-Cr, destinés à l'industrie électronique (connectique) qui présentent de meilleures propriétés mécaniques et électriques sous certaines conditions thermomécaniques. Ces caractéristiques remarquables résultent, entre autre, des mécanismes de précipitations propres  à ces deux alliages obtenus lors des traitements de revenu et se font à partir d'un joint de grain et par diffusion inter et intra granulaire suivant plusieurs mécanismes telles que: la germination, la croissance, la coalescence etc... Nous avons réalisé une étude expérimentale sur la cinétique de précipitation des phases présentes dans les systèmes étudiés via différentes méthodes d'analyse microstructurale telles que: la diffraction des rayons X in situ et ex situ, les mesures de résistivité électrique lors des traitements isothermes, la métallographie optique et électronique à balayage. Afin de corroborer les résultats expérimentaux sur la séquence de précipitation, nous avons étudié par calculs ab initio en appliquant la méthode FP-LAPW, la stabilité des phases précipitées dans le système Cu-Ni-Si, cette méthode implémentée sur le code WIEN2k, a permis de déterminer les propriétés structurales et énergétiques des structures L12, DO22 et orthorhombique des phases intermétalliques respectives N3Si, Cu2NiSi et Ni2Si. Des résultats originaux ont mis en évidence les phases précipitées et les similitudes qui existent lors des séquences de transformation  de phases  à l'état solide des deux alliages. 


